Processes
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and as i
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PATTERNING/ETCHING
Oxide etch
N N 0.02- n 0.1- (04 0.05- 0.05-
1-U 0.2-08 0207 0.2-0.7 03 MiA 0.1-0.3 04 0.4 05 03 A
" 0.01- 0.05- " 0.02- 0.02-
Pers MIA 0.05-0.5 0.8 01 MIA 0.01-0.3 | MiA MN/A 0.4 04 A
- N/A L S P P LY L N N s e T
P s MIA Mi& A Iis (UL i NI A M2 Mi& MIA
Mitride etch
TN N 0.02- n 0.1- (041 0.05- 0.05-
1-U 0.2-0.8 0207 0.1-0.7 03 A 0.05-0.3 04 0.4 0.2 03 MiA
n 0.01- 0.05- n 0.02- 0.02-
Pers MIA 0.05-0.5 0.8 01 MiA 0.02-0.3 | MiA MiA 0.4 04 A
0.005- 0.02- 0.02-
Prars MIA MN/A MIA IiA A 03 A MN/A 03 03 A
Prae: MIA MiA A A A i A A M2 Mi& MIA
Silicon etch
N N 0.02- n 0.1- (01 0.05- 0.05-
1-U 0.2-08 0207 0.2-0.7 03 MiA 0.1-0.3 0.4 0.4 0.2 03 MiA
n 0.01- 0.05- n 0.02- 0.02-
Pera MIA 0.05-0.5 0.8 01 A 0.01-0.3 | MiA MNiA 0.4 04 MiA
Poaee NIA NIA NIA NIA NiA 00103 | NA | A :_gz- :_gz- NIA
Prae: MIA MiA A MiA A i, A A, M MiA MIA
Metal etch
N N 0.02- n 0.1- (01 0.05- 0.05-
1-U 0.2-08 0207 0.2-0.7 03 A 0.1-0.3 04 0.4 02 03 A
ﬂ g01- 0.05- ﬂ 002 | 00%-
Pera MIA 0.05-0.5 0.5 01 MiA 0.01-0.3 | Mia Mia 0.4 04 MiA
MIA Mi& MiA MiA A 0.01-0.3 | Mi& MIlA :.DE- :.DE- MiA
Poae: 0.2 0.3
Przrs A MNiA MiA A A T A MFA M2 M A




CHAMBER CLEANING

In situ plasma cleaning

o 0.2- 0.05- 0.05- | 0.05-
1.1, 0.8-095 | 0D4-08 | MA NS 0.5 005-0.3 0.2 MIA MiA 0.2 02
- 0.05- e | 0.05- 0.0%- | 0.05-
= MiA 0.05-0.2 | Wia Mis 0.2 0.05-0.2 0.1 MIA MiA 0.2 02
Peare MIA MNIA MiA Mi& MiA A S N A MIA,
o N/A NIA NP YT FTS S N S N T
Remote plasma cleaning
0,00
MiA MIA Mia ML Mia MfL 3- MIA MiA MIA MIA,
1-L 0,03
0.00
MiA MIA Mia ML Mia ML 01- MIA MiA MIA MIA
Poes 0.2
[ MiA MIA Mia ML Mia MfL Mis | WA | WA MIA MIA
Pear MIA MIA MiA WA MiA MIs L MIA IA,
In situ thermal cleaning
1-1, MiA MIA Mia ML Mia ML WS | WA | MIA MIA MIA
Pees MIA MIA Mia ML Mia ML L N MIA MIA
|- MiA MIA Mia ML Mia ML WS | WA | WA MIA MIA
P..c MiA MIA Mia ML Mia ML WS | WA | WA MIA MIA
WAFER CLEANING
Bevel cleaning
1-U MIA MIA Mia ML Mia ML T I T MIA MIA
Pere MIA MIA Mia W& Mia Mis T I T MIA MIA
Peore MiA MIA Mia M/s Mia s MWis | MIA | WIA MIA MIA,
Pear MIA MNIA Mia WA Mia MIA T I Y MIA MIA,
Aszhing
1-U, MiA MIA Mia M/s Mia s MWis | MIA | WIA MIA MIA,
Peore MIA MNIA Mia WA Mia MIA e T MIA MIA,
Proose MIA MIA Mia ML Mia ML T I T MIA MIA
Pesr MIA MIA Mia W& Mia Mis T I T MIA MIA




